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‘Sumario del invento y_estédo de ia técnica anterior
' El presenté invento se refiere a un aparato para
_recubrir una pluralidad de objetos delgados en forma de
obléa y, mds pérticularmente, se refieré a un aparato de
5 7 : ‘,eiapdracién para asegurar un recubrimiento uniforme de super-
ifiéies irregu;ares de una oblea de material sémicdonductor
Que proporeions, conjuntamente con un movimiento complejo,
un plano Gnico de rotacién de la obléa junto con una plura-
lidad de fuentés de suministro dermaterial, 0 una {mnics
id 7 ~ fuente de suministro de material, dependiendo dé 12 naturs-
'E leza del producto. 7 ' |
La ided de intentar asegurar un recubrimiento uni-
" forme de guperficies irregulsres de objetos durante una ope-
racidn de recubrimignto, en la que los objetos son obleas
1s . dé‘material semidonductor, proporcionando medios pars el -~
?f mévimiento compléjo de la oblea, resulta clarsmente eviden-
ﬁﬂLﬁé 8 partir de la técnieca sntefior, Pod ejemplo, la patente
/{ ﬁdibeéméribaha ne 3,598,083, de boft; ilustra un éﬁarato |
 pars el recubrimiento con peliculs deigsda, que tiene tres
20" grados de libertad de rotacidn, en el que el oje geomébtrico
' | cehtral de los sustratos de objetds que se estin fecubrien—
a6 s oblicuo con respecto al eje geomdtrico del crisol de
- materisl de fuefite de suministro. Aunque un spafato de esta
6l88e resliza ul recubrimiento relativamente uniforme ed

25 somparacibn con una jaula en forms de stpule, con rovacién

29-1-75 -2~ :
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Gnica, o con portadores en forma de clipula de rotacidn doble,
se ha encontrado que resulta dificil, si no inmposible, con-
seguir un recubrimiento uniforme en ciertas topografias pro-
vistas de depresiones a recubrir, en las que las depresio-
nes incluyen un socavado y es necessrio que la capa de recu-
brimiento se extienda uniformemente desde la superficie su-
perior de 13 oblés, cubriendo el socavado y el fondo de

la depresidn. Alternativamente, se hs encontrado que cusndo
s6lo se desea cubrir el fondo de tal depresidm, de msnera

que pueda retirarse un recubrimiento superficial sin retirar

" a1 recubrimiento del fondo de la deprésidén (debido s la

adherencie al material de recubrimiento en las paredes late-
rales de una depresidn), tal rotaciédn mﬁltiple'en un plano
Gnico resulta sumsmente deseable, y puede obtenerse un recu-
brimiento uniforme de las superficies deseadas con una fuen-
te de suministro central y una largs distancia entre 1la
fuernte y el objeto a recubrir,

En vista de lo que antecede, el principsl objeto
del presente invento es proporcionar un aparsto que rscu-
brird de maners més uniforme las superficies irregulares de
un miembro delgsdo, tal como una obleas de matefial gsemicon-
duetor.

Ctro objeto del presente invento es proporcionsr

un sparato deé movimiénto complejo en el que la rotacidn de

18 oblea u objeto § recubrir se produce en torho 8 tres ejes
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" geométricos, que son paralelos entre si y con el eje geomé-

trico de, 3l menos, un crisol.
Todavia otro objeto del presente invento s pro-

porciondr un aparsto de recubrimiento con pelicula delgada

 que incluye, en una realizaeidn, una pluralidsd de portado-

res de material de fuente con medios pars proteger eficasz
y répidsmente 10s portadores dé las obléas que se eskdn re-
cubriendo.

Adn otro objeto del presente invento es proporcio-

- nar médios para calentar uniformements las obleas 3 recubrir
"desde susz lados posteriores, para facilitar 1s adherencia

‘del material de recubrimiento a la superficie irregulsr de

las oblesas,
Aln otro objeto del presente invento es proporcio-

nér, en un evaporador, medios para ajustar la distancia

. existente entre el material de fuente Y el portador ﬁo 1a

oblea,
Pueden conocerse otros objetos y puede tenerse uns

comprensién mis completa del invento por referernéis z la

sipuiente dsseripeidnd y a lds realizasciones tomadss en don-

junte con los dibujos anejos, en 1los que: _
' 1z figurs 1 es una vists en perspectivas fraguen-

taria de un aparato construido de acuerdo con el presénte

inventoy

la figura 2 es una vista en seccidén fragmentaria,
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agrandada (acortada) del sparato ilustrado en la figurs 1;
la figurs 3 es una vista en planta fragnentsria,
agrandada, tomada a lo largo de la linea 3-3 de la firura 23
la figura 4 es uns vista en planta fragmentaria,
sgrandada, de una parte del sparato ilustrado en la figurs
357

la fiziras 5 es una vista en seccidn fragwevtaria,
tomada a lu largo de la linea 5-5 de la fi_ ura 4.

Jacien® reiuiencia 3hora a los dibujos, y espe-
cialmente ¢ ls figura 1 de los mismos, en 3:1la se ilugtrs
el aparato 10 utilizado para depositar pel’culas delgadas
de material sobre objetos delgados o piezas de trabajo del-
gadas,; tales como obleas de material semiconductor. Como se
muestra, el apsrato incluye una cimara de recubrimienio
o envoltura de vacio iusual 11, que aloja un aparato 12 cong-
truido de scuerdo con el presente invento. La envoltura 11,
como es corriente, esté conestada s uns fuente de vaeio
(no representada) péra evacuar la cédnara de acuerdo con la
prctica usual,

El aparato 12 estd montado en una base 13 y conm-
prende ung pletaforas girstoria 15 (dispussta horizontslmen-
te en la realizacidn preferida) que incluys una pluralidsd
de bandejas 25 montadas s rotacién, separadas circunferen-
cislmente y montadas en 1la platsforms ¥ en su mismo plano.

Cads uns de las bandejas 25 incluye uns pluralidad de porta-
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dores 35 de obleas o de objetos, montados a rotsecién, obleas

‘de material semiconductor en el ejemplo ilustrado, e inclu-

ye medios descritos en lo que sigue para retener la oblea
con una superficie expuesta hacia abajo. Bajo la plataforma
15 hay un portador o crisol de fuente de suministro de ma-
terial que, en el caso ilustrado, estid constituido por tres
dé tales tecepticulos portadores 45, 46 y 47, que estin
radialmenité espaciados en torné a un eje geométrico parpen-
diculsr & la plataforma 15, al tiempo que estdn axialmente
espaciados de ella. Unos medios de accionamiento 55 (védase
figure 2) sirvén para efectusr la rotacidn de 1la plataforma
15, lds bandejass 25 y los portadores 35 en el ﬁismo plano
én que las obleas pasan por diversos 5ngulos con respecﬁo a
los portadores de fuente o a sus ejes geomdtricos. Sobre-

puestos 2 la plataforma 15, uncs medios calefactores 75 es-

£87 situados juhto & ella y sustancislmente paralelos s la

platsforma; psra calentar el lado posterior de les piezas
de trabajo.

Con el fin de soportar la plataformd 15 psra
aceionarla a rotacidn en torno & su éje geométfido central,
una plurslidad dé montantes 16 acoplables téleéaépicameﬁte,
sjustasbles, estén sepsrados en torno a 1la plétéfdrma, y es-—
t4n montados, mediente un bloque d& retencidn 165, por ejen-
plo, -en un snille de sccionsmiénto 18. En su extremo éxten—

dide o superisé®#, los montantes estsn conectadds & un anille
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de plataforms 2% que se extiende en torno a la periferis de
1a plataforma 15. Los montantes 16 estéan hechos, en foraa
ususl, mediante espigas 16B y aberturas 160, de modo que
pueda ajustarse la altura de la platafornma con,respecto a
los receptédculos portadores de fuente de suministro, depen-
diendo de la operacidén a realizsr.

Con 6l fin de comunicar un movimiento de acciona-
miento al anillo dé accionamiento 18, los medios de acclio-
namiento 55 estdn aplicados por rozamiento con el anillo
y proporcionsn el giro del mismo en torno al eje genmétrico
&entral de) aparato, es decir; de manera sustsncialnente
perpendicular al plano de la plataforma 15. Para este fin,
v hasciendo referencia s 1la figura 2, un 4rbol 56 estd conec-
tsdo a un miembro.de'accionamiento troncocdnico 57, de su;
perficie lisa, que casa con una superficie angular conmple-
metitaris 58 en la periferis interna del anillo de ssciona~
siento 18, Como se muestra, ol drbol 556 contiene cojinetes
de empuje sdecuados; como en 59, para goportar la estructura,
oxistiendo Srgsnos de accionasmiento 60 de giro libre, de
supsrficie lisa, y de configurscidn troncocdnica similsr,
espacisdos en 1202 dal scecionsmisnto principal que sirve
psra soportar el snillo de sccionamiento 18. Como se ha
ilustrado, los drganos de giro libre 60 estén Qontados de
msners adécusda para rotacibén en monturas de pedegtal 61

qie estdfi conestsdss & la bese 13.
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Las bandejss 25 estdn montadas para girar en o so-

bre 1z plataforma 15, sirviendo la plataforms y lss bandejas

como €éséudo en uns forma que sé explicard mis completamerte

"~ en 10 queé sigue, ¥ separsn el matéerisl de fuente de suminis-

tro de los calentadores 75 montados eh el lado posterior

~de 1la plataforma 15. Para este fin, 13 platsforms 15 com-

. prénde uris plurslidad de segméntos 19, conteniendo c3ds seg~

mehto una bBandeja 25 e incluyendo juntas de dilatacién 20

.que seé extienden radislmente con terminales 21 dé lsbio de

‘Bolespamiento, que sirven psrs cubrir los calentsdores 75

protegiéndolos del nsferisl de fuente de suministro, al tiem-

p6 que permiten la dilstscidén y la contraécidn de los seg-

mentos metdlidos 19, Lés juntas de dilatseién 20 estdn co-

nectadas a snclajes 22 sl snillo de plataforma 23, Las'ban-

dejas 25, 8 su vez, estin suspendidas en un corte 26 del

- gegnents 19 como mediante un brazé en volsdizo 27, na ex=
 tremo dél Gusl estd conectado sl snillo 23 de plataforma y

- Guyd otro extremo irncluye un menguito 28 y un Srbol 29, es-

tando el extremo inferior del &rbel 29 asegurasdo rigidsmen-

_té 3 1s bsndejs 25, mientras que el extremo superior del

" 4rbol estéd scoplsdo a uns rueda deé dientes 30 accionada.

Una rieda dentada o unaz rueda de dientes 31, agrandada, es-

t4 montada entré el manguito 28 y la bandeja, y esti conec-

- tads el 4¥bol 29 para girsr con &1l. Una ruedsd de dientes

%2 de scaionanmicnite ss5t4 conestads s un érvbol 33 que atra-=
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viesa un anillo de plataforms 23, estando conectsda la rue-
ds de dientes 32 de accionamiento 3 la ruéda de dientes 30

sccionada y, por tento, al &rbol 29 mediante, por ejeuplo,

una correa de accionamiento 34.

Con el fin de comunicar un movimiento g las bande-
jas 25, los érboles 33 estén conectados, como medisnte jun-
tag universales 34', a 4rboles de accionamiento 62 de longi-
tud ajustable (vésse fig. 2). Uns segunda junta universal
6% conecta el drbol de accionamiento 62 8 un gorrdn 54 que
est8 montado pare girar mediante, por ejemplo, un cojinete
65 en el anillo de accionamiento 18. Como se muestra mejor

en la figura 2, el gorrdén 64 esté conectsdo, en su extremo

terminal inferior, a uns rueda dentada 66 que engrana con

una rueda anitlar 67, dentsds interiormente, asegurads de ma-
nefa rigida mediante columnss 68, por ejemplo, a la bese 13.
Aé{, cusndo es hécho girar el anillo de sccionamiento 18,
1s3 ruedas-dentadss locas 66 son obligadas a'gifar por los
dientes eatmcionariocs de la rueds denteds snulsp 67, éfec-
tusndo por vanto la rotacidn de los drboles de adcionamiento
62 y heeiendo que las bandejas 25 de 1la plataforma giren.
Con el fin de permitir una ulterior fofacién de
uni oblea, estdn previstos medios para efectuar la rotsecibn
ds los portadéres de obles, estendo destinados los portsdo-

res de oblea 35 & retener una obled en uns podicibén en que

uns superficies mayor de ls misms mira hacia les crisoles o
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pprtédores de ﬁaterial de fuente 45, 46 y 47. Para este fin,
y haciendo referencia shora a las figuras 3, 4 y 5, los por-
tadores de obles 35 comprenden un recepticulo con una parte
de labio 36 que Sobresale hacid dentro y que se extiende cir-
cunferencislmente en su parte inferior, y medios 37 de reten-
¢idén ds obles paré retener una obled o ung pieza de trabajo
40 en el lsdo inférior del recepticulo, contrs el labios, con
el fin de dejar expuesta la superficie 40A de ls oblez al ma-
terial de fuernte. f.0s medios 37 de retencidn de la oblez in-

¢luyen uns pluralidad de retenedores 374, 37B y 37C a modo

“de pinza o grapa, cada uno de los cuasles incluye uns lenglie-

ta 38 que estd doblada hacis defitro psra superponerse al la-
bio 36 del Pecepticulo y pars.coger la cbles 40 Y presionar
15 obles contra el lsbio %6. Lz lengiieta 38 de la pgrapa se
extiende a través del labio periférico 36 del feceptéculo

hasta el interior del recepticulo, donde termina en una sec-

‘cidén %84 en forma de paleta, agrandsda. Un retenedor elisti-

co 3éi gsociado con cads una de las grapas, sirve para car-
gar o 1s seccién de paleta asgrendada 38 contrs ls pared del
técepticulo, forzando asi & la seccidn de lengiiets contrs la
ﬁerifeﬁia de 1 pieza de trabajo 40 en formé de obléa. Dé
eate modo, cusndo se deses retirar uns oblea del lsbig, pue-
dé cergarse s 1ls seccibn 38A en forma de pélefa para sepsrar-
la de 1a pared mediasnte uns simple sccidn de limpieza.

Con 81 fin de propofcionat un céslerntamiento uni-

-10-
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forme de 1la pieza de trabajo mediante el caléntador 75, que
estd superpuesto a l3 plataforma 15, estd previsto un disco
41, separable, de material termoconductor, entre la oblea ¥y
el calentador. 31 disco 41 esté dimensionado para gque des-
canse en el recepticulo 35 contrs la superficie interior del
labio 36, en estrecha proximidad con la piezs 40 en forma de
oblea. in la realizascidn preferida, se ha encontrado que un
material tal como el cobre consigue un calentamiento unifor-
me de manera relativamente rédpidas y, por tanto, es ua medio
relativamente éconbmico, y sin embargo excelente, p2ra 1s
§ransmisidn de calor con el fin de asegurar tel uniformidad
de calentemiento de la oblea de materisl semiconductor.

Con el fin de impulsar el receptdculo, de modo que
gire, no sélo con la benieja 25, sino también en torno s su
propio eje geométriéo central, el borde del receptdculo 35
éstd provisto de une plurslided de dientes 42 que engrsnan
con los dientes de la rueda de dientes 31 de modo que, sl
girsr 13 rueda de dientes, los dientes 42 de los recepticu-
los en engrane con la rueds de dientes, causan la rotacién
de los recéptdeulos, Como se muestrs, los receptéculos pue-
den estar slojados en una pluralidad de vacisdos 42' pro-
vistos de ressltos, de la bendejs 25, y pucden ser manteni-
dos en posicibn para asegursr la rotacidn de ios recepticu~
16s medisnte cortss espigas 43, por ejemplo; que sobresalen

haeia arribs de 1s bandejsé y que se aplicen s la pared de

~11=-



10

20

29-1-75

" los portadores. Los vaciados provistos de resaltos sirven

también para impedir que el materisl de fuente incida sobre
el calentador 75.

En eircunstanciss en que es deseable obtener un

cubrimiento miximo y una distribucién uniforme no sblo en 1la

superficie de la oblea, sino también en cualesquiera soca-

vados én rebajoés de la superficie de la oblea, es deseable

- gué estén previstas una multiplicidad de fuentes de suminis-
tro tales como las fuentes 45, 46 y 47, que estin radialmen= .

_"beréspaciadas del eje geométrico centrsl de la plataforma,

al tiempo que estdn axislmente espaciadas de ellas. Como
se muestra mejor en la figurs 1, log portadores o crisoles
45-49 de materisl de fuente estdn montados, cada uno, en
una qolumna separads 48 con una placa conductora comtn 49.

qie une, en el ciso ilustrado, unos electrodos de carbdém 50

. 51; Undés sisladores 52 a través de 165 que puede_ser he-

_ clo pessr un cone¥ionsde sdecusds, unen la placa somin 49

coén los electrodos de carbdi que sirven para calentar el

materisl de fuente en los crigoles, situsdos dentro de las

protecciones o escudos 454, etec, Debe reconocerse, sin em~

bargo, que el materisl de fuente puede calentarse de cual~
quier forms ususl, por ejemplo, mediente el calentamiento

por induecidn & alta o a baja frecuencia o incluso mediante

calehtamiento por un rayoc E, dependiendo del material de

fuente, As{, el esquéms de calsitsmisnto por resistericia

-12-
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ilustrado no es critico para el funcionamiento del aparato
como se ha descrito en lo que antecede,

De acuerdo con una caracteristica del invento,
estdn previstos medios para cubrir y exponer las obleas des-
de y a los recepticulos de contencibén del material de fuen-
te, de manera que las obleas sean expuestas al material de
fuente cuando se desee. Para este propdsito, y haciéndo re-

ferencia shora a las figuras 1 y 2, un conjunto obturador

.80 de plano focal estd situsdo entré los portadores de fuen-

Ite y los portédores de oblea, pudiendo ser desplazado el

conjunto obturasdor entre una primera posicidn, en la que los
portadores de fuente estén protegidos con respecto a los
portsdores de obléas, y uns segunda posiciédn, en la que se
proporciona una l{nes de mira entre los portadores de oblea

y los portsdores de fuente., Como se hs ilustrado, el c¢cnnjun-

" to obtursdor comprendeé una pluralidad de placss, en el pre-

~ gente caso-tres, designadss con 81, 82 y 8% para finss de

20

25

29-1-75

identi:icacién, teniendo lss plecas en general forma arques-
da y estando soportsdas de un &rbol centrdl 87 éediante, por
ejémplo, braZoé 85 que se extienden radislmente, los cuales
gatén conectados a un cubo 86. Un &rbol central 87, conec-
tsdo al c¢ubo, se axtiende s través de un cojinete de mangui-
to ¢ similsr 88, que esté montado en un oneclajé o soporte
89, conectado de maneras adecuads mediante brazos 90 s sille-

tes erectds 91 que éstdn montadas en la base 13, con el fin
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~ de hacer girsr el conjunto obturador entre su primera posi-

‘cidn, en ls que los portadores de fuente estén protegidos

con respecto a los portadores de oblea y una segunda posi-

4 .. - ’ »
cidn, en la que se proporcions una linea de mira entre los -

portadores de oblea y los portadores de fuentef Un 3rbol

central 87 estd conectado a travds del snclaje o soporte 89

fa una placs de acéionamiento 92, teniendo la placa de accio-
' fnamiento ung plurslidad de espigas o salientes_93—dirigidos
- ﬁscié absjo desde ella, los cuales pueden entrar'en'coﬁtac—
v:to con uns uila 94 conectsda de ﬁanera operativa, mediante uﬁ,
" brazo 95, por ejemplo; a un drbol sctusdor 96, Segin se de-

; sée, la ufia pueds ser activada a través del drbol 96 por con-

trol neundtide o por control de un solenoide eléetrico; pro-

" yocando 1la éplicécién de 1é ufia éontra las espizas y, por

tahté, el gird de la place de accionamiento 92;,

T 84568 oh que s& desee un cubrimiento de borde

’ e y - ( . -"l : 77'--'-’
1d¥ime 46 deprésiocnes en la plezs de trabajo, el dnguld mé-

" ximo del materisl de fuente con respecto a las obleas gira~

toriss es squdl en qué 1ls platafoirma 15 se encuentra muy

. Junto a los portsdorés de fuente 45, 46 ¥y 47, aseégursndo asi B

. una e¥posieidn méxima de cuslesquiers socavados de la super-

fiole de la oblea 2l msterisl de fuente en ebullicidn, Sin

embargd, en ¢ssos en que la operacidén a reslizar es uns que

hsce .uso, por ejemplo, de un proceso de despegue, es decir,

 dusndé sblo se dsges un cubrimiento superficial de la depre-

14—



gién o de 1ls superficie expuests, de msnera que pueda tener
lugar uns operacidén de desprendiniento ¥ el metal u otro
material depositado s partir del portador de fuente, se en-
cuentra en el fondo del rebsjo o de la depresibén de la obles
5 de material semiconductor, es deseable tener la plataforns
15 bsstante separads del portador o de los portslores de
fuente. Para esté propdsito, los montantes 16, asi como el
accionamiento 62, en vista de gque son ajustables, puzden ser
situsdos de menera que se separen los portadores de oblea a
10  uns posicidén alejada con respecto a los portadores de mate-
risl de fuente. Ademds, si se desea un cubrimiento de pared
vertical minimo (con respecto s las depresiones o rebsjos
de la oblea), puede emplesrse un portador de material de
fuente central, y pusde hacerse uso de un conjunto nbtura-
15 dor situsdo centralmente, de tipo nds ususl.

' Aunque se ha descrito el invento con cierto gra-
do de psrticularidsd, debe entenderse que ls presente des-—
eripcibn se ha realizado sblo a modo de ejemplo y que pue-
‘dén 1llevsrse & csbo numerosos cembios de los detslles de

20 construceidn y de la combinacién y disposicidn de las par-
tes y del modo de funcionamiento, sin spartarse del espiri-
tu ni del sieancé de este invento tal y como se ha reivin-
dicado a continuacién.

' Tsta solicitud que corresponde 8 la presentsda

25 en Estsdos Unidos de Amérias; el dis 3 de Diclembre de

29-1-75 -15-



1973, bajo el N2 421,020, se acoge a los beneficios del

Artfculo 51 del vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial.

-~ REIVINDICACIONES -

10

Los puntos de invencién Propia y nueva, que se
presentan para que sean objeto de esta solicitgd de Paten-
te de Invencién en Espafia, per VAINLE afios, son los que se

15 recogen en las reivindicaciones siguientes;

18,~ Perfeccionamientos introducidos en un apa-
rato para depositar una pelicula delgada de materisl de re-
cubrimiento sobre piezas de trabajo por rotacidn de cierto
nimero de piezas de trabajo en torno & tres ejes geoméiri~

20 cos paralelos, caracterizados porque estd previsia una pla~
taforma giratoria sobre la que estdn dispuestos cierto nif-
meroc de platos o bandejas giratorios, planos, a wne cisrta
distancia entre si, teniendo cada bande ja varios poritado-
res giratorios para plezas de trabajo; porgue estdn dispues—

25 tos cierto ndmero de recipientes para material de fuente
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radialmente en una distancia en torno a un eje geomdirico
vertical de la plataforma, y porque la plataforma, las
bande jas y los portadores pueden ser hechos girar de mane~
ra concurrente, dentro del plano de la plataforma.

28,. Perfeccionanientos de- acuerdo con la reivine-
dicacidn 18, caracterizados porque la distancia axial exis-
tentc entre la plataforma y los recipientes para el material
de fuente es ajustable,

38,~ Perfeccionamientos de acuerdo con la reivin-

, dicacibn 18, caracterizados porque la plataforma estd dis-

puesta de manera esencialmente horizontal.

48, Perfeccionamientos de acuerdo con las reivin-
dicaciones 18 a 38, caracterizados por medios de calefaccién
para calentar las piezas de trabajo por el lado de la plata-
forma opuesto a los recipientes.

58,- Perfeccionamientos de acuerdo con las reivin-
dicaciones 1% a 48, caracterizados por medios obturadorcs
dispuestos en el plano focal existente eﬁtre recipientes pa-
ra el material de fuente y portadores para las piezas de tra-
bajo, para cubrimiento o para exposicién selectivos de super-
ficies de piezas de trabajo con respecto al material de fuen—
te.

62.- Perfeccionamientos de acuerdo con la reivin-
dicacibn 58, caracterizados porgue los portadores para las

piezas de trabajo estdn equipados de un receptdculo que tie-
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ne un borde interior e inferior en el que estdn aispuestos
medios de fijacién para recibir y retener una pieza de tra-
bajo.

72.~ Perfeccionamientos de acuerdo con la rei-
vindicacién 628, caracterizados porque estén previstos cier-
to nimero de muelles de retencidn que tienen prolongaciones
radiales, y porque un brazo estd conectado a cada prolonga-
cibn, cuyo brazo tiene una rarte que descansa eldsticamente
contra el interior del\receptéculo ¥ que ejerce una presidn
sobre la pieza de trabajo,

' 8¢,- Perfeccionamientos de acuerdo con la rei-
vindicacidn 78, caracterizados por un disco de materisl
termoconductor dispuesto de manera retirable por encima
de la piéza de trabajo dentro del receptfculo, con el fin

de asegurar un calentamiento uniforme de la Pieza de tra-

' bajo.

98.- Perfeccionamientos de acuerdo con la rei-
vindicacién 82, caracterizados porque el borde superior de
cada receptdculo tiene dientes que engranan con una rueda
de dientes dispuesta en la bandeja con el fin de hacer gi-
rar los receptdculos con respecto a la bande ja,

108,~ Perfeccionamientos introducidos en un
aparato para depositar una pelfcula delgada de matericl
de recubrimiento sobre piezas de trabajo.

Tal y como se ha descrito en la Memoris que
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antecede, representado en los dibujos que se acompafian y
para los fines gue se han especificado,
Esta Memoria consta de diecinueve hojas es-

critas a mdquina por una sola cara,

Medrid, i&AGQ1975
POA.

Po
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